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Одной из привлекательных особенностей плазмофокусных (ПФ) систем является сильная зависимость излучательных параметров от величины пинчевого тока. Выполненные ранее измерения распределения тока [1] показали, что часть разрядного тока может оставаться у изолятора, образуя замкнутые петли, и не участвовать в процессе сжатия. Целью данной работы являлось исследование распределения тока и динамики токово-плазменной оболочки (ТПО) на установке типа Филиппова ПФ-3. Для измерений параметров ТПО использовались абсолютно калиброванные магнитные зонды [2]. Зонды состояли из двух миниатюрных катушек, намотанных в противоположные стороны  и упакованных в общую оболочку из тонкой NbTi-фольги (тоньше скин-слоя). Это обеспечивало получение сигналов разной полярности, что позволяло уверенно выделять магнитную составляющую на фоне электромагнитных помех даже в случае разрушения зонда. Система установки зондов позволяла выставлять их вдоль различных радиусов относительно оси установки и на различной высоте от поверхности анода без нарушения вакуума в разрядной камере. 

Эксперименты проведены при W=300 кДж в условиях стационарного заполнения камеры рабочим газом (неон или аргон, Р0 = 1.5 Тор). Показано, что по мере ускорения токовой плазменной оболочки к оси возрастает скорость нарастания тока от ~0.9·1012 А/с на расстоянии r=460 мм от оси системы до ~ 1.5·1013 А/с на r=20 мм. Таким образом, по сравнению с производной полного тока, на финальной стадии сжатия достигается обострение примерно в 75 раз. Происходит также уменьшение толщины скин-слоя от 6±1 см на r =460 мм до 3±1 см внутри зоны r=160 мм. На финальной стадии сжатия у оси скин-слой может быть менее 1 см. Оценка электронной температуры плазменной оболочки на дальних радиусах от оси системы по величине скин-слоя на этих радиусах, дает значение ~ 5-10 эВ. 

Зарегистрировано существование шунтирующих пробоев в области изолятора в момент обострения разряда на оси (в момент «особенности»), где может протекать до ~40% полного разрядного тока. При этом, по-видимому, образуются замкнутые токовые контура, отсоединенные от основной разрядной цепи установки. В разряде в неоне может образовываться несколько таких контуров.

Данный эффект может служить возможным объяснением наблюдаемого нарушения нейтронного скейлинга в экспериментах на установках мегаджоулевого уровня при величине разрядного тока более 1 МА. Такое шунтирование разрядного тока остаточной плазмой на периферии разряда непосредственно связано с эффективностью сгребания рабочего газа ТПО при ее движении от изолятора к оси установки. При этом пространственное распределение плотности плазмы и тока на финальной стадии сжатия существенным образом влияет на устойчивость плазмы и процессы, ответственные за диссипацию магнитной энергии и генерацию излучений.
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